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[bookmark: _GoBack] В настояшее время изучение физических свойств материалов особенно важно для рационального использования зеленой энергии и экономии энергоресурсов. 
В данной работе исследованы физические свойства низкоомного медного контакта, полученного методом магнетронного напыления. 
Сопротивление контакта ρk медного покрытия, нанесеного на поверхность кремния в малых концентрациях, определяется выражением из работы [1], как:
                                                                               (1)
где А - постоянная Ричардсона, φ - высота потенциального барьера металл - полупроводник, k - постоянная Больцмана 
         Из выражения (1) следует, что сопротивление контактного слоя толщина контакта на поверхности кремния сильно связана с температурой поверхности. А температура поверхности напрямую зависимость толшина нанесенного слоя     
[image: ]
Рис.1 Зависимость поверхностного сопротивления контактного покрытия меди 
от толщины нанесенного слоя.
Таким образом, толщина контактного слоя меди 1,5 мкм является оптимальной с точки зрения получения минимального значения его поверхностного сопротивления
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